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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Summary

　Delaying　anthesis 　by　dark　treatment 正n 　Phalaenopsis
‘Yukimai　No ．24’was 　investigated．　Plants　kept

at　20 ℃ in　the　dark　survived 　for　80　days，　whereas 　most 　of 　plants　kept　at　10 ℃ in　the　dark　did　not

survive 　for　20　days．　Plants　exposed 　to　light　bloomed　on　Feb．16，1999，　whereas 　the　plants　which 　kept
at　20℃ in　the　dark　during　20

，
　40

， 60，　and 　80　d3ys　bloomed　on 　Mar ．15，　Apr ．3，　Apr．28，　and 　May 　15，
respectively ．　Although　the　length　of　stalk　and 　flower　size 　were 　unaffected 　by　the　20℃ dark　treatments

，

山enumber 　 of 　flowers　 in　the　 80−day　 treatment　 was 　 reduced 　slightly．　 These　 results 　indicatc　 that

delaying　anthesis　in　Phalaenopsis　is　possible　by　the　dark　treatment ，
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緒　　言

　 フ ァ レノ プ シ ス の 花茎を誘導す る主要因は温度で あ り，

20 ℃前後の 温度に 遭遇す ると花茎が発生す る が，25−・30
9C

の 高温条件下 で は 花茎の 発生 は抑制 さ れ る （太 田，

1993）．また他の 要因も補足的に 影響し，短 日，低窒素 お

よび葉焼け の 起 こ らない 程度の 強光条件 に お い て ，花茎

の 発生 は促進さ れ る（太田，1993），

　現在，開花調節は主 に 温度管理 に よ っ て行われ て お り，

促成作型 と して ，高冷地を利用 して 早期 に 低温遭遇 させ ，

開花を早め る山上げ栽培，6・−8月 の 高温期 に，温室内温度

を 20 ℃前後に 調節 し，8〜12月 に開花させ る冷房栽培が

あ る，一方抑制作型と して，10月中旬以降に温度を 25℃

以上 に 調節 し，花茎 の 発生を抑制 し， そ の後 自然の低温

に 遭遇 させ ，自然開花期か ら 8月ま で開花させ る高温抑制

栽培があ る，こ れ らの 作型 を組み合わ せ る と、周年出荷

が可能 とな る．しか し高温抑制や低温処理等の 温度調節

を行 う た め に は，冷暖房設備等の 設備費，燃料費お よ び

電気代等に 多大な 経 費を要す る，ま た抑制栽培で は 温室

内の 温度を 25℃ 以上 に 保 ち，自然開花を抑制す る方法が
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多く用 い ら れて い る が，25℃ 以上 の 処理を行 っ て も開花

を完全 に抑制す る こ と は難し く，こ れ らの 方法以外に よ

る新 しい 開花制御技術 の 開発が望ま れ て い る，

　Wang （1995）は，花茎誘導の 可能 な 温度域 で あ る 20115

℃ （昼 〆夜 ）で ，2〜6週間暗黒処理す る とそ の期間中ま っ

た く花茎が発生 しな い が，そ の 後，光条件下 に 移 して 温

度処 理 を継続す る と，ほ ぼ 30 日で花茎が発生す る こ と を

明らか に した．さらに Kubota ら （1997）は，20℃ ，暗黒

処理 中の フ ァ レ ノ プ シ ス は 36 日経過 して も花茎を発生 し

な い が，光条件 に 移す と 18．6 日後に花茎が 発生する こ と

を確認 し，花茎発生 に は 温度だ け で な く光も重要 で ある

こ とを明 らか に した ．こ の 現象は，25℃ 以上 の 高温 に よ

る花茎発生 の 抑制の 代替技術と して 利用 で きる可能性が

ある．しか し，こ れ を利用 して作型を開発 する に は，暗

黒処理中の 温度，処理可能期間お よ び処理後の 品質等に

つ い て検討が必要で ある．そ こ で本実験は 暗黒処理温度

と処理期間が花茎発生お よ び開花時 の 形質に及ぽ す影響

を検討 した ，

材 料 お よ び 方 法

　培地 に 水ご け を用い ，4号プ ラ ス チ ッ ク鉢に植 え付けた

メ リク ロ ン 由来 の 3年生 Phataenopsis’ユ キ マ イ No ，24’

を供試した．1998年 10月 22日 ま で ，最低温度 25℃ に調

節 した温室で栽培 した ，そ して ， くみあい尿素複合液肥

2号 （N ；P205 ：K20 ＝10 ：5 ：8）の 窒素濃度 50ppm 液を
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2週間 に 1回，暗黒処 理 開始時 ま で施 用 した ．処理中の か

ん水は，ミズ ゴ ケ の表面乾燥時に行 っ た．また処理開始

時に 葉数を 4枚に調整 した，

　暗黒処理 は ，10 ℃ あ る い は 20 ℃ に 設定 し た イ ン キ ュ

ベ ー
タ
ー

を用 い て 行 い ，処理期間は 20，40，60お よ び

80 日間 と した，処理 区当た りの 個体数は 8あ る い は 9と

した．対照区は 1998年 10月 23 日 より， 暗黒処理区は暗

黒処理終了後，換気 20℃ ・加温 15℃ に 設定 した温室 （花

茎誘導温室 ）で 花茎を誘導 し，花茎 が 約 20cm 伸長 した 時

点 で ，換気 25℃ ・加温 20 ℃ に 設定 し た温室 （開花温室 ）

に 移 した．花茎発生 日，開花日 （第 1小花）および未開花

の 花ら い を 2っ 残 した 時点で の 花茎長，小花数 および第 1

小花 の 縦径 と横径を調査 した．

結　 　果

1．生存 率 に 及 ぼ す 暗 黒 処 理 日数 の 影 響

　20℃ 暗黒処理 で は，すべ て の 処理区で 全個体が生存 し

た （第 1表 ）．しか し 80 日処理区で は，処理終了時 に 葉 に

若干 の 黄変が み られ た．10℃暗黒処理 に お い て，20 日処

理区は 9個体中 3個体が 生存 したが，著しい 葉の 黄変 株

の 衰弱がみ られ た．40 日以上の処理区は，すべ て の 個体

が枯死 した ．

2．花 茎発 生 お よ び 開花 日 に 及 ぼ す 暗 黒 処 理 日数

　 の 影 響

　対照区 で は，花茎誘導開始後 3L6 日で花茎発生が認 め

られ た．20 ℃ 暗黒処理 に お い て ，20，40，60 お よ び 80

日処理 区で は ， そ れぞれ 34．0，36．8，46．5お よ び 48 ．0 日

で 花茎発生が認め られ た （第 1図 ）．花茎発生 か ら第 1小

花開花ま で の 日数に つ い て，対照区，20，40，60お よ び

80 日処理区 で は，そ れ ぞ れ 85．1，89．3，86．5， 8LOおよ

び 76．0 日 で あ っ た．各処理区と も，花茎誘導温室移動後

か ら第 1小花 が 開 くま で の 日数は 116 ．7〜127．5 日 で あ っ

た．平均開花 日に つ い て，対照区で は 2月 16 日で あ っ た

の に 比較 し，20，40，60お よ び 80日処理 区で は，そ れ ぞ

れ 3月 15日，4月 3日，4月 28日お よ び 5月 15日で あ っ た．

3．品質 に 及 ぼ す 暗黒 処 理 日 数 の 影 響

　第 1小花開花時点の 花茎長 は 各処理区 と も約 55cm で

あ り，処理区間で有意差は 認 め ら れ な か っ た （第 2 表 ）．

また第 1小花の大きさ は，横径が約 10　cm ，縦径が約 8．5

cm で ，処理 区間 に 差は認 め られ な か っ た．1株当 た りの

輪数 に つ い て ，対照区の 6．9 輪と比較 し，20 日か ら 60 日

処理 区 ま で は，6．3か ら 6．8輪 と有意差が 認 め られなか っ

た が ，80 日処理区 は 5．9輪 とや や減少す る傾向が み ら れ

た （第 2表 ）．

考　　察

Table　1．　Effect　of　temperature 　on 　survival 　rate 　of

　　　 PhalaenopsiS 　during　dark　treatment．

Duration　ofdark 　period（day）
Survlval　ratc （％）

10℃ 20℃

000024

厂
08

300033 100100100

ユ00

zThey
　suffered 　serious 　injury．

　 フ ァ レ ノ プ シ ス の 暗黒下 で の 生存可 能 日数 に つ い て ，

20！15℃ （昼 1夜 ）で ，6週間が最長 の 値 で あるが （Wang ，

1995），本実験の 結果，20℃ で は，少な くと も 80 日 ま で

生存 した．な お，80 日間の暗黒処理 で は，終 了時 に 若干

の 葉の 変色が み られ る程度で あ りt さ ら に 長期間 で も生

存が可能 と推察された．一
方，20℃ ，3ユ日間の 暗黒処理

に よ り植物体 中 の 糖含量が著 しく減少す る こ と が報告さ

れ て い る （Kubota ら，1997）．そ こ で 暗黒処理 中の 呼吸等

に よ る糖の消耗を抑制す る 目的 で， 10℃暗黒処理を試み

Treat【且ent （day）

0 （cont ．）

20

40

60

80

Oc ［、23，1998　　 Doc．12．1998　　 Jan．31，1999　　 Mar．　22，1999　　 May 　4，　1999

　 Fig．1．　Effect　of 　20　
DC

　dark　treatrnent　on 　spiking 　and 　bloom　dates．

　　　　 Horizontal　bars　indicate　standard 　errors （n＝80r 　9）．
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Table　2． Effect　of 　20℃ dark　treatment　on 　growth　and 且owering 　ofPhaiaenopsis ．

Duration　ef 　dark　period
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Nurnber 　of 　flowers
　　　 （day）

Length　of 　flower− stalk

　　　 （cm ）

Size　offlower （  ）

Width Height

0（control ）

20406080

6．9aZ6

．8ab6
．3ab6
．5ab5
．9b

56、Ba55
．3a56
，8a55
．2a54
．2a

9．9a10

．Oa10
，2a9

．8a10
．2a

8．4a83a8

．6a8
．5a8
，5a

zDifferent
　letters　within 　columns 　indicate　significant 　differences　by　Tukey．　Kramer’s　test　at　5％ level．

た が，低温障害に よ る株 の 著しい 衰弱や枯死 が 認 め られ，

10℃ で の 暗黒貯蔵は 不可能と判断され た ．

　 フ ァ レ ノ プ シ ス で は花茎誘導が 可能 な 温度域 で ある

20115℃ で ，2〜6週間暗黒下 に 置 くと暗黒期 間中花茎は全

く発生 せ ず ， そ の 後 ， 光条件下に株を移 して 温度処理 を

継続 す る と，ほ ぼ 30 日 で 花茎発生 す る こ と （Wang ，

1995），また 暗黒 下 に 置き，20 ℃ 処理 を施 した場合は 36

日後で も花茎発生 しな い が ， 暗黒か ら光条件下に移す と

18．6 日後 に花茎発生す る こ と（Kubotaら ，
1997）が報告さ

れ て い る．本実験 に お い て も，暗黒処理 に よ り花茎発生

の 抑制が可能で あ り，暗黒処理 日数 に 応 じて 花茎発生お

よ び 開花を抑制で きる こ と が 明 らか と な っ た ，

　本実験 に お い て ，対照，20お よ び 40 日処理区 と比較し

て，60および 80 日処理区は花茎誘導温室へ 搬入 して か ら

花茎が 発生するまで 長期間を要 した （第 1図 ）．こ の 理 由

と して ，ガ ラ ス 温室内の 温度 が 最低時期 （12月中旬 一2月

上旬 ）で あ っ たた め と考え られ る．一方 ， 60およ び 80日

処理区に おけ る花茎発生 か ら第 1小花開花まで の 日数は，

対照，20 お よ び 40 日処理 区 と比較 して 短 くな っ た （第 1

図 ）．花茎発 生 か ら 開花ま で の 日数 は 温度が高 い ほ ど短 い

こ と （Lin
・Lee，1984），また 初春に 花茎発生 した 株 で は ，

花 茎発生 か ら 開花 ま で の 日数 が 早 くな る こ と （Wang ，

1998）な どが報告 され て い る．本実験 の 結果，60 および

80 日処理区 の 開花時期 は ガ ラ ス 温室の 温度上昇時期 （2月

中旬 一一5月上旬 ）で あ っ た た め ，花茎発生 か ら第 1小花の

開花まで が早 くな っ たと考え ら れた，

　開花時の 形質に 及 ぼ す暗黒処理 の 影響に つ い て ，6週間

ま で の 暗黒処理 は花 の 輪数お よ び大きさ に 影響 しな い と

報告さ れ て い る （Wang ，1995）．本実験 に お い て も，第 1

小花 の 開花時 の 花茎長 お よ び 大 き さ は 処理区間 に 差 が 認

め られ な か っ た．しか し，輪数 は 80 日処理 区 に お い て や

や減少す る傾向が み られ た．高温下 で は低温下よ りも小

花 の 分化数 が 減少す る場合が あ り，こ の 輪数 の 減少は長

期 間の 暗黒処理 に よる植物体 の 消耗，あるい は小花分化

時 の 温度 の 影響 に よるもの と推察 される，

　以上 の 結果，暗黒処理 日数に応 じて花茎発生 と開花抑

制が可能で あ り，暗黒，20℃，60日間以内の処理 で は，

そ の 後 の 切 り花形質に影響を与えな い こ とが明 らか に な

っ た．し か し，花持ち等 の 品質に つ い て は今後の 検討が

必要で あ る．暗黒処理 に よ る花茎発生の 抑制技術は，暖

房 に よ る花茎の 発生抑制 に 比較 し，暖房 コ ス トの 著 しい

低減を図 る こ とが 可能 で あ り，
フ ァ レ ノ プ シ ス 生産 の

一

層 の 低 コ ス ト化 に資す るもの と考え られ る．

摘　　要

　暗黒処理 に よ る フ ァ レ ノ プ シ ス の 抑制栽培に つ い て 検

討 した． 1998年 10月 23 日まで 最低温度 25℃ に 設定した

ガ ラ ス 室で管理 した 3年生フ ァ レ ノ プ シ ス
’
ユ キ マ イ No ，

24’

を供試 した，処理 区は 10℃ と 20 ℃暗黒 の 2 区 と し，

処理期間は 20，40，60お よ び 80日間と した．20℃ 暗黒

区は すべ て の 処理区で 全個体生存した．10℃ 暗黒区は 20

日間処理 区 で 9個体中 6個体が枯死 し，40 日間以上 の 処

理区 は全て の 個体 が 枯死 した，平均開花 日 に つ い て ，対

照区は 1999年 2月 16 日で あ っ た，20℃暗黒区に お い て，

20，40，60 および 80 日処理 区で は，そ れ ぞ れ 3月 15 日，

4月 3 日，4 月 28 日 お よ び 5月 15 日で あ っ た．花茎長 と

第 1小花の縦径お よ び横径に つ い て，処理期間 に よ る影響

は み られ な か っ た．小花数は 20℃ 暗黒 80 日処理区 で や

や 減少す る傾向 が み られ た．以上 の 結果 ， 暗黒処理 に よ

る フ ァ レ ノ プ シ ス の 抑制栽培が可能で あ る こ とが 示さ れ

た．
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